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日 諾特許

スクロール圧縮機
静止渦巻き体と旋回渦巻き体とを組

み合わせたスクロール圧縮機が,新形

の圧縮機として注目されている｡

スクロール圧縮械は,効率が高し､こ

と,構成部品が少ないこと,運転音が

静粛なこと,コンパクトであることな

どの特長をもってし､る｡

スクロール圧縮機では,渦巻き休に

適正な軸方向押し付け力を付与し,摺

動摩擦とがス漏れを最小に維持するこ

とが重要である｡

従来,軸方向押し付け力付与方式に

は,旋回渦巻き体を軸′受によって支持
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する方式が提案されているが,ガスi屈

れと騒音を小さく維持するのが難しか

った｡

日立製作所が開発した軸方向押し付

け力付与方式(図l,2参照)は,旋回

渦巻き体の背面部に背圧室を形成し,こ

の背庄主に両渦巻き体によって形成さ

れる圧縮重から導入し,圧縮過程のガ

ス庄によって旋回渦巻き体を静止渦巻

き体に向かって押し付けるものである｡

1.特長･効果

(1)†主縮過程のガス圧の利用によって

常に適正な押し付け力を付与するので,
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摺動‡員失が少なく,高効率である｡

(2)押し付け力をi充体圧で付与してい

るので,運転斉が静粛である｡

2.提供技術

■ 関連特許の実施許諾

●特公昭57-23793号

｢スクロール流体装置+

●特開昭55-148994号

｢密閉形スクロール流体装置+他2件

スクリューロータ

スクリュー圧縮機に用し､るスクリュ

【ロ【タの歯形は,第一に圧縮ガスの

内部漏洩に対してシール性に優れ圧縮

効率が高いこと,第二に加+二性に優れ

ロータ精度と工具寿命の向上が図れる

こと,の二点が特に要求されてし-る｡

日立製作所が開発したスクリューロ

ータ歯形(図1)は,雌ロータの後進而
第1フランク42を雄ロ【タの先端の半

径月5の円弓瓜によって創成し,後進面第

2フランク45を′トさな半径月3(7)円弧で
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形成することによって,シ【ル効果に

及ぼす加工精度の影響を鈍感にし,か

つブローホール面相を小さく して,大

幅な圧縮効率の向上を図るものであるrJ

一方,雌ロータの前進面第1フランク

35は,半径の大きな円弧又は放物線で

形成し,後進面第2フランク39を前記

半径月3よりも大きい半径月2C乃円弧で形

成することによって,ホブ切刃の圧力

角を大きく とりホブの製作を答易にす

るとともに工具寿命の向上を図った｡
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図l スクリュー

ロータ歯形

また,オイルフリースクリユー圧縮

機のように圧縮か､スが高一且になるもの

に対しては,ローーータの熟脂川良に対する

配慮が必要となる｡そこで常温二状態で

の雌ロータ,雄ロータいずれか一方の

ロータ歯形を基本歯形とし,二の一方

の基本歯形の熱旺川島後の歯形を求め,

二の一方の歯形で他方のロータ瑛川手を

創成することによって実働時のロータ

間のキャップ呈を最適化する方法を開

発Lた｡

1.特長･効果

(1)仁仁縮かスの内部漏洩が少なく,圧

縮効率を向上できる｡

(2)加工性が良く,加工椙J要と工具寿

命を向上できる｡

(3)実働時のロータ間のギャップ呈を

最適化し,庄納言機の効率及び信相性を

向上できる｡

2.提供技術

■関連特許の実施許諾

●特開昭56-4449一号

｢スクリューロータ+他4件
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B 諾特許

圧縮機の台数制御システム
圧縮機は重化学プラントから一般産

業用まで広い分野で使用されている｡

この圧縮機の消費する動力は比較的大

きいことから,省力,省エネルギーの

要求か強く,効率の良い安定した運転

を維持するための制御の必要性が増加

している｡

日立製作所では,その省エネルギー

の要請にこたえるために,圧縮機の台
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数制御システムを開発した｡

この圧縮機の台数制御システムは,

負荷変動に対応して所定の風量を得よ

うとする場合に,複数台の′ト容量機の

うち必要‾最小限の圧縮機だけを運転し

他は停止させるものである｡

制御システムを図1に示す｡

はすべて同じ構成であるが,

には台数制御機能をもたせ,
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数制御盤を個別ごとに設けない｡この

台数制御装置は,ニ大の特長的な機能を

もっている｡(1)累積運転時間の最も少

ない圧縮機から起動し,累相違転時間

の最も多い圧縮機から停止させ,運転

時間の平均化を図る選択運転,(2)定常

ご状態で制御や診断を行なうため,制御

動作に応じた待ち時間を設け過i度状態

を無視する効果待ち,(3)アンロードニ状

態が長く続く ときは停_1Lさせるアンロ

ード制御,などを行なうことができる｡

1.特長･効果

(1)圧縮機の省エネルギー運転が可能

である｡

(2)プラントの操業に対応した圧縮機の

省力,省エネルギー運転が可能である｡

2.提供技術

■ 関連特許の実施許諾

●特開昭58-20980号

｢圧縮機の台数制御装置+

他3件

スクリュー圧縮機の容量制御装置
スクリュー圧縮機の容量制御は,一

般に圧縮されるガスの一部を油圧ピス

トンによって駆動されるスライド弁を

開いて,吸入側に戻すことにより行なう｡

従来,油圧ピストンへ供給される油

圧は,四方電磁弁の切換えによって行

なっていたが,センサの指示によって

四方電磁弁を作動させるまでの時間と,

負荷の温度変化の時間の間に時間的遅

れが生じ,ハンチング現象を起こした

り,四方電磁弁の作動によって油中に

気泡が存存するとピストンの作動が不

安定となる欠点がある｡

日立製作所では,ハンチング現象が

なく安定した作動ができ,かつステッ

プ制御ができるスクリュー圧縮機の容

量制御装置を開発した(図1参照)｡

本装置は,スライド弁の油圧シリン

ダの壁面に容量調整度量,例えば100

%,60%,40%,20%に対応させて油

逃し孔をあけ,この複数の孔にそれぞ

れ二万電磁弁を接続した通路を低圧側

に接続し,シリンダ内に給油した油を

上記二万電イ滋弁の幾つかを開いて低圧

側へ逃がすようにして,スライド弁の

バランス通路

′
.
も
.
-
卜
一
l
r
●
-
一
■

多段操作器

シリンダ

宝
ピストン

ム升動自 ス路ン通
【→ノ

スクリュー
圧縮磯

スライド弁

受圧面

受圧力十2kg/cm2
J:lコ

油圧通路

低圧側へ

比例式温調計

冷媒戻り配管

電磁弁

低圧液冷媒配管

阻止弁

膨脹弁

ー…｢
圧縮機吸入配管

低圧レ

サーミスタ

:]

液ポンプ

図l スクリュー圧縮機の容量制御装置

′受圧柏了にかかる′受圧力と油圧ピストン

にかかる′受圧力のバランスをとり､ス

ライド弁の開度を安定させ,ステップ

制御ができるようになっている｡

1.特長･効果

(1)油逃し孔の位置,数を任意に変え

ることによって,容量制御範囲の異な

った機種が簡単にできる｡

(2)レシプロ圧縮機と同様なステップ

容量制御ができる｡

(3)サーモスタットの電気接点とバイ

パス通路電磁弁を連動させた簡単な構

造でステップ制御ができる(,

(4)油圧は√受圧圧力十2kg/cm2程度で

あるので,油圧の供給が簡単1二できる｡

(5)油逃し通路の弁は二万電磁弁でよ

いから作動が確実迅速となり,ハンチ

ング現象がなく ピストンの作動が安定

する｡

2.提供技術

■ 関連特許の実施許諾

●特許第878479号

｢スクリュー圧縮機の容量制御装置+

日立製作所では,すべての所有特許権を適正な価格で皆さまにこ刊用し､ただいております.っまたノウハウについてもニ･相談に応じておりますので,お気軽にお問い合わせください｡

お問い合わせ先は‥･練武書鼓日五製イE祈 〒】00東京都千代田区丸の内一丁呂5削号(新丸ビル)電話(83)2川-3114(直通)特許部特許営業グル_プ
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HITAC M1220K,M-220Dプロセッサ

HITAC Mシリーズの中形プロセッ

サとして,新たにM-220K,M-220Dの

プロセソサ2機種とといこ,関連入出

力装置としてH-8427小形磁気テ】プ装

置,中形オペレーティ ングシステム

VOSl/ES(Virtual-StOrage Operatiug

Systeml/Extended System)関連の新

プログラムプロダクトとしてリ レーシ

ョナルデータベースRDBl(Relational

Database Managerl),自動ドキュメ

ンテーション支援システムADCAS/S

(Auto Documentation Aid System/

Subset)を開発した｡

昭和57年6月にOA(オフィスオート

メーション),分散ネットワーク化のニ

ーズに対応した新しいタイプの中形シ

ステムとLて,HITAC M-220Hを発表

したが､今回新たにM-220K,M-220D

を追加することによって,ニの分野の

製品ラインの拡充･強化を図った(図1)｡

従来のM-220Hと新LいM-220K,M-

220Dの3機椎によって｢M-220プロセッ
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サブループ_+を構成し,このプロセソサ

グループ内では設置場所での上位モデ

ルヘの移行(フィー1ルドアップグレード)

を可能にし,ユ【サーグ)プロセッサの

選択範囲を広く し,業務苗の拡大にでナ

わせて適切な機械の導入が図れるよう

にした｡

1.主な特長

(1)M-220Kは,M-220Hグ)約1.6倍,

M-220Dは,L-340の約2～2.5伯の内

部積算惟能をも一ノている｡

(2)M-220プロセッサグループ内では,

上位モデルへのフィールドアップグレ

【ドが可能である.｡

(3)1,500ゲート/チップ(0.45ns)の論

f里LSI,64kビット/チップの主記憶素

子など貴之新鋭の半噂体托術を採用して

いる.⊃

(4)床血相0.96m2のプロセ･ソサに主記

憶容量最大8Mバイト,チャネル数二最

大8チャネルに加え各椎人山l力装置(デ

書 l■●■

‾r‾ご

欒.他

⊆託′滅:≒ 図l 卜=TAC M-220Kシ

ステム

表I HITAC M-220プロセッサグループ

の性能諸元

項 目 M-Z20D
M-220H

(既発表)
M-220K

内部処理性能
L-340の M-228Dの M-220Hの

禾勺2､2.5倍 約l.5倍 約l.6倍

主記憶装置

川記憶素子

(Z)客土

(Mバイト)

NM

l′Z.3′4′6.8

OS64kビットR

lノ2.3′4′6.8

AM

2′3′4.6′8

チャネル

川接続台数

(2)トータル

スループット

(Mバイト/

秒)

3～5

6

3～5

7

3､8

10

サポート

ソフトウェア
VOSl./ES,VMS

)主:略語説明

NMOS(NチャネルMeta10xlde SemlCOnduc-

tor)

RAM(Random Access Memory)

VMS(∨什tualMac仙1e SYStem)

イスク制御機構,ローカルターミナル

制御機構など)を内戚できるなど,小形

化,省エネルギー化を徹底し,一般事

務宅環境への設遣を‾吋能にしたコンパ

クトシステムである｡

2.主な仕様

表1に主な仕様をホす｡

(R立製作所 コンビュ【タ弔装本部)

S-570形日立走査形電子顕微鏡

超高分解能,大形試料萎,高精度自

動化機能を特長とするコンピュータ制

御の汎用形走杏電子顕微錆｢S-570形+

を開発した｡図1に本装置の外観を

示す｡

走査形電子顕徴税は,医学･生物や

各植村料の研究･開発部門に傾用され

てきたが,視力三では半導体の検査をは

じめ,生産に直結した分野まで利用さ

れてきている｡このような新しいニー

由

準

図I S-570形走査電子昂頁徴鏡

ズにこたえるため,S-570形は,永年

培ってきたて宣子光学技術と最新のコン

ピュータ技術を結集Lて,(1)超高分解

能25Å(LaB6形電子銃).35Å(W-ヘア

ピン形電子銃)を領主硯,図2に分角窄能′写

真をホす｡(2)最大150mm径(6in)の大

形試料を搭俄可能,(3)コンビューlタ利

子卸によるオートフォーカス,オートブラ

イトネス/コントラスト コントロール

をはじめとする大幅な自動化機能,(4)

図2 二次電子像の分解能写真〔試料:

耳滋気テープ(金蒸着),倍率:×120.000〕

表l 主なイ士様

項 目 仕 様

分 解 能 35Å(W),25Å(LaB6)

倍 率 X20～300.000

加速電圧
0,5､3kV(川0Vステッ7り

3､30kV(lkVステップ)

試料サイズ 最大150mnl径

無蒸着試料観察用の低加速電圧(0.5～

3kV)の100Vステップ可変,(5)材料分

析に不可欠なⅩ線分析袋帯へのシステ

ムア･ソプなど,多くの特長をもって

いる｡

なお本装置の完成によって,先に発

売した電界放射形走査電子顕徴税｢S-

800形r+,Ⅹ線マイクロアナライザ｢Ⅹ-

650形+及び普及形走杏電子長唄微綻｢S-

510形+とでコンピュータシリーズが完

成Lた｡

主な仕様を表1に示す｡

(_日_､土製作｢軒 引･了利器事業部)
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1Mビット高速CMOSマスクROM"HN62301P”

マスクROM(Read Only Memory)は,

日本語情報処理システム,マイクロコ

ンピュータ固定プログラム,電子翻訳

機,音声合成システムなど,データを

大量に格納する専用メモリに使用され,

よりいっそうの大容量化が望まれて

いる｡

これにこたえて,高速と大容量を両
立させた1MビットマスクROM"HN

62301P''を製品化した(図1)｡

1.主な特長

(1)CMOS(ComplementaryMetalOx-

ide Semiconductor)でアクセス時間を

350nsと,これまでの機種に比べ10倍の

高速動作が可能であり,ニブルモード

ではアクセス時間50nsを実現した(表1)｡

図I HN62301

チップ写真(高速･

大容量)

表I AC動作特性(忙て=5V±10%,

㌔=0～700c)

モーー ド 記号 mlrl, m己X,

ノーマルサイクル

fん11 350

f〟い 350

む川A 10

C E サ イ ク ル

f= 350

fぐだ 350

r(=F 15

r.15 0

r州〔- 10

f(-/ノ 20

ニプルサイクル
f一り2 50

一尺〔,2 50

立上り･立下り時間 fr 40

注:単位(ns)

(2)消費電力は動作時70mW,待機時

2mWと低く,システムの省電力化が

可能である｡

(3)高速マスクROM及びEPROM(Elec-

trically Programmable Read Only

Memory)とピン互換性がある(JEDEC-

B)

(4)外部からみると,スタティック動

作であI),クロックが不要である(図2)｡

(5)高速･大谷量を実現するために,

縮小投影露光法などを用いた2 ミクロ

ンCMOSプロセスをはじめ,VBB(Volt-

age Back Gate Bias)回路とダイナミ

ック回路を,また低価格化のためにECC
(Error Correcting Code)回路を採用

した｡
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(6)漢字収納用として使う場合は,JIS

第1水準状字など約4,000字を16ドット

×16トソト文字で2個,24ドット×24

トソト文字で3個で収納でき,ワード

70ロセッサなどCRT(Cathode Ray

Tube)高速ディスプレイが可能である｡

(日立製作所 半導体事業部)
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■小特集 半導体製造装置と周辺設備

半導体製造装置と周辺設備の動l占+

長寿命･大電流マイク.ロ波イオン滑を搭載したIP-815形

イオン打込み装置

去縮小投影露光装置

高速･高精度電子ビーム描画装置

反応性スパッタエッチング装置

半導体製造用クリ【ンシステム

半導体製造工場の廃水処.曙

電子ビームLSIテスタ

表面検奄装置

■一般論文

日立ヘリウム液化冷凍装置の開発

中電圧遮断器及びメタルクラッド配電盤の最近の動向

データに着目した仕様を人力とするCOIiOLプログラム生成

システム"DSL●'の開発

二輪卓用燃料噴射システム

500kV CVケーブ-ルの開発

日 立 Vol.45 No.6 日次
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日立本社ビルのOA

明日を開く技術く38〉 デンタル時代を迎えるVTR
らかJ,

HINTコ ー ナ ー

色,美しく,能力あり｡
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新 製 品 紹 介 シェーバー･浄水器･ラジオカセット

レコーダー･カラオケシステム

技 術 史 の 旅く8T〉
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ホフマン空

車東方根画美術館
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